
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラス基板の主表面を研磨砥粒を用いて研磨した後、強酸処理を行う工程を有する

の製造方法であって、

前記研磨砥粒として、前記強酸処理の際に用いる処理液成分と反応して、前記ガラス基板
表面を浸蝕し

の製造方法。
【請求項２】
前記強酸処理を行う前に前記ガラス基板主表面に付着している研磨砥粒を除去する工程を
有することを特徴とする請求項１記載の の製造方法。
【請求項３】
前記 除去する工程は、水研磨、テープ研磨、スクラブ洗浄の中から選択される
少なくとも１つであることを特徴とする 記載の の製造
方法。
【請求項４】
前記原因物質が弗素であり、その含有量が、５重量％以下であることを特徴とする
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磁気デ
ィスク用ガラス基板
前記ガラス基板は、少なくとも記録層が形成されて磁気ディスクとされるガラス基板であ
り、

て凹部を形成する成分を生成する原因物質であって研磨砥粒に含まれる弗素
又はリンの含有量が、前記磁気ディスクにおいてヘッドクラッシュまたは記録再生時のエ
ラーの原因となる凹部の発生を防止できる量以下であるものを用いて、ガラス基板の研磨
を行うことを特徴とする磁気ディスク用ガラス基板

磁気ディスク用ガラス基板

研磨砥粒を
請求項２ 磁気ディスク用ガラス基板

請求項



の何れか一に記載の の製造方法。
【請求項５】
前記研磨砥粒は、酸化セリウムであることを特徴とする の何れか一に記載
の の製造方法。
【請求項６】

【請求項７】
前記強酸は、硫酸であることを特徴とする請求項１乃至６の何れか一に記載の

の製造方法。
【請求項８】
前記硫酸の濃度は、３０重量％以下 とすることを特徴とする請求項７
記載の の製造方法。
【請求項９】
前記ガラス基板の主表面を強酸で処理した後、このガラス基板を強化する化学強化工程を
行うことを特徴とする請求項１乃至８の何れか一に記載の の製
造方法。
【請求項１０】
請求項１乃至９のいずれかに記載の の製造方法で製造した

上に少なくとも記録層を形成することを特徴とする の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は情報処理機器の記録媒体に用いられる情報記録媒体用ガラス基板の製造方法及び
情報記録媒体の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
情報処理機器の記録媒体としての情報記録媒体の一つとして磁気ディスクがある。磁気デ
ィスクは、基板上に磁性層等の薄膜を形成して構成されたものであり、その基板としては
アルミやガラス基板が用いられてきた。しかし、最近では、高記録密度化の追求に呼応し
て、アルミと比べて磁気ヘッドと磁気ディスクとの間隔をより狭くすることが可能なガラ
ス基板の占める比率が次第に高くなってきている。また、ガラス基板表面は磁気ヘッドの
浮上高さを極力下げることができるように、高精度に研磨して高記録密度化を実現してい
る。
【０００３】
上述したように高記録密度化にとって必要な低フライングハイト化のために磁気ディスク
表面の高い平滑性は必要不可欠である。磁気ディスク表面の高い平滑性を得るためには、
結局、高い平滑性の基板表面が求められるが、もはや、高精度に基板表面を研磨するだけ
では、磁気ディスクの高記録密度化を実現できない段階まできている。つまり、いくら、
高精度に研磨しても基板上に異物が付着していては高い平滑性は得られない。勿論、従来
から異物の除去はなされていたが、従来では許容されていた基板上の異物が、今日の高密
度化のレベルでは問題視される状況にある。
【０００４】
一方、上述の高い平滑性を有するガラス基板は、酸化セリウムの研磨砥粒を使った精密研
磨によって得ている。しかし、酸化セリウム砥粒による研磨工程の後、通常の洗浄では除
去できない異物（研磨残り）が残ることで、表面粗さの低減ができないという問題があり
、その解決策として、酸化セリウム研磨の後に、硫酸洗浄を行うことが提案されている（
特願２０００－９３３０４号公報参照）。
【０００５】
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１乃至３ 磁気ディスク用ガラス基板

請求項１乃至４
磁気ディスク用ガラス基板

前記強酸は、酸解離指数ｐＫａが３以下のものであることを特徴とする請求項１乃至５の
何れか一に記載の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。

磁気ディス
ク用ガラス基板

（０重量％を除く）
磁気ディスク用ガラス基板

磁気ディスク用ガラス基板

磁気ディスク用ガラス基板 磁気
ディスク用ガラス基板 磁気ディスク



【発明が解決しようとする課題】
ところが、酸化セリウム研磨の後に、硫酸洗浄行う処理を実施した場合、研磨残りの除去
には効果が認められたが、新たな問題が発生することがわかった。すなわち、上記処理を
したガラス基板には、凹欠陥がみられることがわかった。
【０００６】
本発明は、上述の背景のもとでなされたものであり、強酸処理で研磨のこりを完全に除去
すると同時に、強酸処理による表面粗れの発生を防止して欠陥のない高い平滑性を有する
情報記録媒体用ガラス基板を製造可能な情報記録媒体用ガラス基板の製造方法及び情報記
録媒体の製造方法を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上述の課題を解決するための手段として、第１の手段は、ガラス基板の主表面を研磨砥粒
を用いて研磨した後、強酸処理を行う工程を有する の製造方法
であって、

前記研磨砥粒として、前記強酸処理の際に用いる処理液成分と反応して、
前記ガラス基板表面を浸蝕し

の製造方法である。第
２の手段は、前記強酸処理を行う前に前記ガラス基板主表面に付着している研磨砥粒を除
去する工程を有することを特徴とする第１の手段にかかる の製
造方法である。第３の手段は、

第６の手段は、

第７の手段は、前記強酸は、硫酸であることを特徴とする
第１乃至第６の何れかの手段にかかる の製造方法である。第８
の手段は、前記硫酸の濃度は、３０重量％以下 とすることを特徴とす
る第７の手段にかかる の製造方法である。第９の手段は、前記
ガラス基板の主表面を強酸で処理した後、このガラス基板を強化する化学強化工程を行う
ことを特徴とする第１乃至第８の何れか一の手段にかかる の製
造方法である。第１０の手段は、第１乃至第９の何れか一の手段にかかる

の製造方法で製造した磁気ディスク用ガラス基板上に少なくとも記録層を形成
することを特徴とする の製造方法である。
【０００８】
上述の手段は、本発明者らの研究の結果はじめて解明された以下の事実に基づいてなされ
たものである。すなわち、本発明者らは、研磨剤を用いて研磨の後に、硫酸洗浄行う処理
を実施した場合、ガラス基板に、凹欠陥による表面の粗れが生ずる現象を徹底的に調査し
た。その結果、研磨剤の種類によって凹欠陥による表面粗さが大きく左右されることが判
明した。すなわち、ある種の研磨剤では凹欠陥の発生が著しく、他のある種の研磨剤では
凹欠陥がほとんどみられないことが分かった。
【０００９】
そこで、研磨剤の成分組成を微量成分まで詳細に調べた。なお、従来は、研磨剤の成分が
問題になることは考えられなかったので、研磨剤の詳細な成分はほとんど不明であった。
その結果、凹欠陥を生じさせる研磨剤には、共通して、強酸と反応してガラスを浸蝕する
成分を生じさせる原因物質が含まれているという事実が判明した。例えば、一般的な研磨
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磁気ディスク用ガラス基板
前記ガラス基板は、少なくとも記録層が形成されて磁気ディスクとされるガラ

ス基板であり、
て凹部を形成する成分を生成する原因物質であって研磨砥粒

に含まれる弗素又はリンの含有量が、前記磁気ディスクにおいてヘッドクラッシュまたは
記録再生時のエラーの原因となる凹部の発生を防止できる量以下であるものを用いて、ガ
ラス基板の研磨を行うことを特徴とする磁気ディスク用ガラス基板

磁気ディスク用ガラス基板
前記研磨砥粒を除去する工程は、水研磨、テープ研磨、ス

クラブ洗浄の中から選択される少なくとも１つであることを特徴とする第２の手段にかか
る磁気ディスク用ガラス基板の製造方法である。第４の手段は、前記原因物質が弗素であ
り、その含有量が、５重量％以下であることを特徴とする第１乃至第３の何れか一の手段
にかかる磁気ディスク用ガラス基板の製造方法である。第５の手段は、前記研磨砥粒は、
酸化セリウムであることを特徴とする第１乃至第４の何れか一の手段にかかる磁気ディス
ク用ガラス基板の製造方法である。 前記強酸は、酸解離指数ｐＫａが３以
下のものであることを特徴とする第１乃至第５の何れか一の手段にかかる磁気ディスク用
ガラス基板の製造方法である。

磁気ディスク用ガラス基板
（０重量％を除く）

磁気ディスク用ガラス基板

磁気ディスク用ガラス基板
磁気ディスク用

ガラス基板
磁気ディスク



砥粒として知られている酸化セリウム研磨剤のある種のものには、弗素（弗化物）、リン
（オキソ酸塩）などが含まれていることが判明した。
【００１０】
このため、ガラス基板表面に研磨砥粒が付着した状態で硫酸洗浄を行うと、「弗化物＋硫
酸→フッ化水素＋硫酸塩」又は「リンのオキソ酸塩＋硫酸→リン酸＋硫酸塩」という反応
が起こり、研磨剤が付着した箇所にＨＦ（フッ化水素）又はリン酸によるエッチング作用
により、凹欠陥が形成され、表面が粗れるという事実が判明した。本発明は、この新規な
解明事実に基づいてなされたものである。
【００１１】
すなわち、第１の手段のように、使用する研磨砥粒として、強酸処理の際に用いる処理液
成分と反応してガラス基板表面を浸蝕する成分を生成する原因物質の含有量が所定量以下
であるものを使用することで、上記のエッチング作用による凹欠陥を阻止することができ
る。
【００１２】

使用する研磨砥粒として、強酸処理の際に用いる処理液成分と反応してガラス基板
表面を浸蝕する成分を生成する原因物質の含有量が所定量を超える場合には、強酸処理を
行う前にガラス基板主表面に付着している研磨砥粒を除去する工程を設けることで、上記
エッチング作用による凹欠陥を阻止することができる。
【００１３】
ここでいう強酸とは、ｐＫａ（酸解離指数）が３以下のものをいい、例えば、塩酸（ＨＣ
ｌ）、硝酸（ＨＮＯ 3）、過塩素酸（ＨＣｌＯ 4）、硫酸（Ｈ 2ＳＯ 4）、亜塩素酸、塩素酸
、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、ヨウ素酸、チオシアン酸、アミド硫酸、クロム酸、ホスフ
ィン酸、ホスホン酸、リン酸、二リン酸、トリポリリン酸、亜硫酸、二硫酸、セレン酸、
亜セレン酸、ヒ酸、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ピ
クリン酸、マロン酸、シュウ酸などを指す。強酸処理とは、例えば、ガラス基板の洗浄、
表面処理などを行う行為を言う。
【００１４】
また、ここでいう所定量以下とは、研磨砥粒に含まれている原因物質が硫酸と反応してガ
ラス基板が局所的にエッチングされないか、又はエッチングされてもグライドテストにお
いて磁気ヘッドのクラッシュやヒットがなく、記録再生試験において、再生時の信号が読
み取れないというエラーが発生しない範囲をいう。
【００１５】
第２第３の手段のように、強酸処理前に、ガラス基板に付着している研磨砥粒を除去する
ので、研磨砥粒に含まれている弗素（弗化物）、リン（オキソ酸塩）等の原因物質と強酸
（例えば、硫酸）とが反応して局所的にガラス基板がエッチングされることを確実に防止
することができる。原因物質としては、弗素（Ｆ）、リン（Ｐ）等がある。
【００１７】
研磨砥粒を使用した後のガラス基板に対する研磨砥粒は、強固に付着しているので、通常
の洗浄方法（中性洗剤、水、ＩＰＡ等による超音波洗浄）では取り除くことが難かしく、
例えば、第４の手段にあるように、水研磨（研磨砥粒の濃度が０）、テープ研磨、スクラ
ブ洗浄など機械的な作用によって研磨砥粒を除去する。これにより、強酸と研磨砥粒とが
出会うことがなくなるので、凹欠陥の発生を確実に阻止することができる。
【００１８】
ガラス基板に対してエッチング作用を有するものとしては、フッ化水素、リン酸、アルカ
リなどが挙げられる。フッ化水素、アルカリは、ガラス成分のＳｉーＯ、ＡｌーＯ、Ｂー
Ｏ、Ｐ－Ｏのガラス網目形成酸化物を切る働きがあり、リン酸はリンの酸化物を含むガラ
スにおいてはガラス成分のＰ－Ｏのガラス網目形成酸化物を切る働きがある。
【００１９】
酸化セリウム等研磨砥粒には、通常、５重量％を超える弗素が０．１重量％を超えるリン
が含有されている。研磨工程の後、強酸処理を行う場合は、研磨砥粒に含まれるこのごく
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また、



少量の弗素やリンでも強酸と反応することで、ガラス基板に対してつよいエッチングする
作用を持つフッ化水素（ＨＦ）やリン酸が生成することになるので、局所的に研磨剤が残
留した箇所でガラス基板がエッチングされる。
【００２０】
上述のような理由から、研磨砥粒に含まれる弗素の含有量は、５重量％以下であることが
望ましい。凹欠陥を防止するには、好ましくは、３重量％未満、さらに好ましくは弗素が
含まれていない研磨砥粒を使用することが望ましい。但し、その場合、製造コスト等を考
えると実用上、研磨砥粒に含まれる弗素の含有量は、１～３重量％程度が好ましい。また
、ガラス成分に、リンの酸化物が含まれる場合においては、上述の理由から、研磨砥粒に
含まれるリンの含有量は０．１重量％以下であることが望ましい。
【００２１】
ガラス基板の研磨工程で使用する研磨砥粒としては、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、
酸化アルミニウム、酸化マンガン、コロイダルシリカ等が挙げられる。中でも、研磨砥粒
として酸化セリウムを使用する場合は、本発明の効果が顕著に表れる。
【００２２】
また、第７の手段にあるように、強酸の中でも硫酸の場合、ガラス基板が腐食することが
なく、研磨剤や異物の洗浄には適しているので好ましい。また、第８の手段にあるように
、硫酸洗浄に使用する硫酸の濃度は、３０重量％以下が好ましい。３０重量％を超えると
、弗素やリンと硫酸とが反応する確率が高くなり、凹欠陥の発生率が高くなるので好まし
くない。硫酸の温度条件は、４０℃以上沸点以下、好ましくは６０℃以上１２０℃以下で
ある。硫酸の温度が高くなるに従い洗浄効果が向上する。さらに好ましくは、１５重量％
以下が好ましい。
【００２３】
強酸処理（特に、硫酸洗浄）する工程は、情報記録媒体用ガラス基板の製造工程中、特に
、表面粗さＲａを１．０ｎｍ以下に粗さを低減させることを目的とする主表面の精密研磨
工程後に行うことが好ましい。これは、後述するように、精密研磨工程で使用する酸化セ
リウム等が研磨残り等の原因となりやすいからである。なお、硫酸洗浄する工程は、精密
研磨工程以外の研磨工程の後に行っても研磨残り等の除去に効果がある。
【００２４】
化学強化工程を伴う場合にあっては、強酸処理（特に、硫酸洗浄）する工程は、主表面の
精密研磨工程後であって化学強化工程の前に行うことが好ましい。これは、硫酸洗浄によ
って精密研磨工程における研磨残り（突起）を溶解して除去することができるからである
。研磨残りがガラス基板上に付着した状態で化学強化を行うと、化学強化処理液に化学強
化に不必要な異物が混入されることになり、化学強化の際にガラス基板に異物が付着する
ことにより膜下欠陥となる。化学強化工程後に精密研磨を行う場合にあっては、この化学
強化工程後の精密研磨の後においても硫酸洗浄することが好ましい。
【００２５】
上述の手段においては、硫酸洗浄を行う前に、アルカリによる前洗浄を行うことが好まし
い。アルカリによる前洗浄を行うことにより、研磨工程で使用しガラス基板に付着した研
磨剤を分散させ、緩やかなエッチング効果により研磨剤を効率的に除去することができる
。アルカリ洗浄に使用する洗浄液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモ
ニア等のアルカリ性を示す水溶液であれ
ば使用可能である。
【００２６】
上述の手段において、ガラス基板の種類、サイズ、厚さ等は特に制限されない。ガラス基
板の材質としては、例えば、アルミノシリケートガラス、ソーダライムガラス、ソーダア
ルミノ珪酸ガラス、アルミノボロシリケートガラス、ボロシリケートガラス、石英ガラス
、チェーンシリケートガラス、又は、結晶化ガラス等のガラスセラミックなどが挙げられ
る。
【００２７】
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中でも硫酸に対して比較的耐性の強く、化学強化のしやすさなどから、アルミノシリケー
トガラスが良い。その中でも、アルミノシリケートガラスとしては、ＳｉＯ 2：５８～７
５重量％、Ａｌ 2Ｏ 3：５～２３重量％、Ｌｉ 2Ｏ：３～１０重量％、Ｎａ 2Ｏ：４～１３重
量％を主成分として含有する化学強化用ガラスや、ＴｉＯ 2：５～３０モル％、ＣａＯ：
１～４５モル％、ＭｇＯ＋ＣａＯ：１０～４５モル％、Ｎａ 2Ｏ＋Ｌｉ 2Ｏ：３～３０モル
％、Ａｌ 2Ｏ 3：０～１５モル％、ＳｉＯ 2：３５～６０モル％を含有する化学強化用ガラ
ス等が好ましい。
【００２８】
このような組成のアルミノシリケートガラス等は、珪フッ酸を用いた洗浄（エッチング作
用あり）により異物の除去が可能であるが、この洗浄（エッチング作用）によりガラスの
表面粗さが粗くなるので、このようなガラスに対して本発明の硫酸洗浄は適している。ま
た、上記のような組成のアルミノシリケートガラス等は、化学強化することによって、抗
折強度が増加し、圧縮応力層の深さも深く、ヌープ硬度にも優れる。
【００２９】
上述の手段において、耐衝撃性や耐振動性等の向上を目的として、ガラス基板の表面に低
温イオン交換法による化学強化処理を施すことがある。ここで、化学強化方法としては、
従来より公知の化学強化法であれば特に制限されないが、例えば、ガラス転移点の観点か
ら転移温度を超えない領域でイオン交換を行う低温型化学強化などが好ましい。化学強化
に用いるアルカリ溶融塩としては、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、あるいは、それらを
混合した硝酸塩などが挙げられる。化学強化する際のガラス基板の保持手段としては、種
々の形態が考えられるが、要は、ガラス基板に化学強化処理液が所定の状態で接触するこ
とが可能であり、液ダレを起こさないものが好ましい。
【００３０】
上述の手段にかかる情報記録媒体用ガラス基板は、磁気記録媒体用のガラス基板、光磁気
ディスク用のガラス基板、光ディスクなどの電子光学用ディスク基板として利用できる。
特に、磁気抵抗型ヘッド（巨大磁気抵抗型ヘッドも含む）で記録再生する磁気抵抗型ヘッ
ド用の磁気ディスク基板として好適に利用できる。
【００３１】
また、上述の手段にかかる情報記録媒体の製造方法においては、特に、磁気記録媒体の場
合、ヘッドクラッシュや記録再生時のエラーの原因となる凹部の発生を防止できるので、
ガラス基板上に磁性層等を形成した磁気記録媒体を高歩留まりで製造することができる。
【００３２】
磁気記録媒体は、通常、所定の平坦度、表面粗さを有し、必要に応じ表面の化学強化処理
を施した磁気ディスク用ガラス基板上に、下地層、磁性層、保護層、潤滑層を順次積層し
て製造する。
【００３３】
磁気記録媒体における下地層は、磁性層に応じて選択される。下地層としては、例えば、
Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｗ、Ｖ、Ｂ、Ａｌなどの非磁性金属から選ばれる少なくとも一
種以上の材料からなる下地層等が挙げられる。Ｃｏを主成分とする磁性層の場合には、磁
気特性向上等の観点からＣｒ単体やＣｒ合金であることが好ましい。また、下地層は単層
とは限らず、同一又は異種の層を積層した複数層構造とすることもできる。例えば、Ｃｒ
／Ｃｒ、Ｃｒ／ＣｒＭｏ、Ｃｒ／ＣｒＶ、ＣｒＶ／ＣｒＶ、ＮｉＡｌ／Ｃｒ、ＮｉＡｌ／
ＣｒＭｏ、ＮｉＡｌ／ＣｒＶ等の多層下地層等が挙げられる。
【００３４】
磁気記録媒体における磁性層の材料は特に制限されない。磁性層としては、例えば、Ｃｏ
を主成分とするＣｏＰｔ、ＣｏＣｒ、ＣｏＮｉ、ＣｏＮｉＣｒ、ＣｏＣｒＴａ、ＣｏＰｔ
Ｃｒ、ＣｏＮｉＰｔや、ＣｏＮｉＣｒＰｔ、ＣｏＮｉＣｒＴａ、ＣｏＣｒＰｔＴａ、Ｃｏ
ＣｒＰｔＢ、ＣｏＣｒＰｔＳｉＯなどの磁性薄膜が挙げられる。磁性層は、磁性膜を非磁
性膜（例えば、Ｃｒ、ＣｒＭｏ、ＣｒＶなど）で分割してノイズの低減を図った多層構成
（例えば、ＣｏＰｔＣｒ／ＣｒＭｏ／ＣｏＰｔＣｒ、ＣｏＣｒＰｔＴａ／ＣｒＭｏ／Ｃｏ
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ＣｒＰｔＴａなど）としても良い。
【００３５】
磁気抵抗型ヘッド（ＭＲヘッド）又は巨大磁気抵抗型ヘッド（ＧＭＲヘッド）対応の磁性
層としては、Ｃｏ系合金に、Ｙ、Ｓｉ、希土類元素、Ｈｆ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｚｎから選択さ
れる不純物元素、又はこれらの不純物元素の酸化物を含有させたものなども含まれる。
【００３６】
また、磁性層としては、上記の他、フェライト系、鉄－希土類系や、ＳｉＯ 2、ＢＮなど
からなる非磁性膜中にＦｅ、Ｃｏ、ＦｅＣｏ、ＣｏＮｉＰｔ等の磁性粒子が分散された構
造のグラニュラーなどであっても良い。また、磁性層は、面内型、垂直型のいずれの記録
形式であっても良い。
【００３７】
磁気記録媒体における保護層は特に制限されない。保護層としては、例えば、Ｃｒ膜、Ｃ
ｒ合金膜、カーボン膜、ジルコニア膜、シリカ膜等が挙げられる。これらの保護膜は、下
地層、磁性層等とともにインライン型スパッタ装置で連続して形成できる。また、これら
の保護膜は、単層としても良く、あるいは、同一又は異種の膜からなる多層構成としても
良い。
【００３８】
上述の手段では、上記保護層上に、あるいは上記保護層に替えて、他の保護層を形成して
も良い。例えば、上記保護層に替えて、Ｃｒ膜の上にテトラアルコキシシランをアルコー
ル系の溶媒で希釈した中に、コロイダルシリカ微粒子を分散して塗布し、さらに焼成して
酸化ケイ素（ＳｉＯ２）膜を形成しても良い。
【００３９】
磁気記録媒体における潤滑層は特に制限されない。潤滑層は、例えば、液体潤滑剤である
パーフロロポリエーテルをフレオン系などの溶媒で希釈し、媒体表面にディップ法、スピ
ンコート法、スプレイ法によって塗布し、必要に応じ加熱処理を行って形成する。
【００４０】
【発明の実施の形態】
以下、実施例にかかる情報記録媒体用ガラス基板の製造方法及び情報記録媒体用ガラス基
板並びに情報記録媒体の製造方法及び情報記録媒体を詳細に説明する。
（実施例１）
この実施例１にかかる情報記録媒体の製造方法は、（１）荒ずり工程、（２）端面鏡面研
磨加工工程、（３）砂掛け（ラッピング）工程、（４）第一研磨工程、（５）第二研磨工
程、（６）水研磨工程、（７）化学強化工程、（８）磁気ディスク製造工程、を有する。
以下、これらの工程を詳細に説明する。
【００４１】
（１）荒ずり工程
まず、ダウンドロー法で形成したシートガラスから、研削砥石で直径約１００ｍｍφ、厚
さ３ｍｍの円盤状に切り出したアルミノシリケートガラスからなるガラス基板を、比較的
粗いダイヤモンド砥石で研削加工して、直径約１００ｍｍφ、厚さ１．５ｍｍに成形した
。この場合、ダウンドロー法の代わりに、溶融ガラスを、上型、下型、胴型を用いてダイ
レクトプレスして、円盤状のガラス体を得ても良い。また、フロート法で形成しても良い
。
【００４２】
なお、アルミノシリケートガラスとしては、ＳｉＯ 2：５８～７５重量％、Ａｌ 2Ｏ 3：５
～２３重量％、Ｌｉ 2Ｏ：３～１０重量％、Ｎａ 2Ｏ：４～１３重量％を主成分として含有
する化学強化用ガラス（ただし、Ｐ 2Ｏ 5のようなリンの酸化物を含まないアルミノシリケ
ートガラス）を使用した。
【００４３】
次いで、上記砥石よりも粒度の細かいダイヤモンド砥石で上記ガラス基板の両面を片面ず
つ研削加工した。このときの荷重は１００ｋｇ程度とした。これにより、ガラス基板両面
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の表面粗さをＲｍａｘ（ＪＩＳＢ０６０１で測定）で１０μｍ程度に仕上げた。
【００４４】
次に、円筒状の砥石を用いてガラス基板の中央部分に直径２５ｍｍφの孔を開けるととも
に、外周端面も研削して直径を９５ｍｍφとした後、外周端面及び内周面に所定の面取り
加工を施した。このときのガラス基板端面の表面粗さは、Ｒｍａｘで４μｍ程度であった
。
【００４５】
（２）端面鏡面加工工程
次いで、ブラシ研磨により、ガラス基板を回転させながらガラス基板の端面の表面粗さを
、Ｒｍａｘで１μｍ、Ｒａで０．３μｍ程度に研磨した。上記端面鏡面加工を終えたガラ
ス基板の表面を水洗浄した。
【００４６】
（３）砂掛け（ラッピング）工程
次に、ガラス基板に砂掛け加工を施した。この砂掛け工程は、寸法精度及び形状精度の向
上を目的としている。砂掛け加工は、ラッピング装置を用いて行い、砥粒の粒度を＃４０
０、＃１０００と替えて２回行った。詳しくは、はじめに、粒度＃４００のアルミナ砥粒
を用い、荷重Ｌを１００ｋｇ程度に設定して、内転ギアと外転ギアを回転させることによ
って、キャリア内に収納したガラス基板の両面を面精度０～１μｍ、表面粗さ（Ｒｍａｘ
）６μｍ程度にラッピングした。
【００４７】
次いで、アルミナ砥粒の粒度を＃１０００に替えてラッピングを行い、表面粗さ（Ｒｍａ
ｘ）２μｍ程度とした。上記砂掛け加工を終えたガラス基板を、中性洗剤、水の各洗浄槽
に順次浸漬して、洗浄した。
【００４８】
（４）第一研磨工程
次に、第一研磨工程を施した。この第一研磨工程は、上述した砂掛け工程で残留した傷や
歪みの除去を目的とするもので、研磨装置を用いて行った。詳しくは、ポリシャ（研磨粉
）として硬質ポリシャ（セリウムパッドＭＨＣ１５：ローデルニッタ社製）を用い、以下
の研磨条件で第一研磨工程を実施した。
【００４９】
研磨液：酸化セリウム（粒径１．３μｍ）（遊離砥粒）＋水
荷重：３００ｇ／ｃｍ 2（Ｌ＝２３８ｋｇ）
研磨時間：１５分
除去量：３０μｍ
下定盤回転数：４０ｒｐｍ
上定盤回転数：３５ｒｐｍ
内ギア回転数：１４ｒｐｍ
外ギア回転数：２９ｒｐｍ
【００５０】
上記第一研磨工程を終えたガラス基板を、中性洗剤、純水、純水、ＩＰＡ（イソプロピル
アルコール）、ＩＰＡ（蒸気乾燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、洗浄した。
【００５１】
（５）第二研磨工程
次に、第一研磨工程で使用した研磨装置を用い、ポリシャを硬質ポリシャから軟質ポリシ
ャ（ポリテックス：スピードファム社製）に替えて、第二研磨工程を実施した。この第二
研磨工程は、上述した第一研磨工程で得られた平坦な表面を維持しつつ、例えば表面粗さ
Ｒａが１．０～０．３ｎｍ程度以下の粗さの低減を目的とするものである。研磨条件は、
研磨液を酸化セリウム（粒径１．０μｍ、弗素含有量：６．３重量％、リン含有量：０．
２重量％）＋水とし、荷重を１００ｇ／ｃｍ 2、研磨時間を５分、除去量を５μｍとした
こと以外は、第一研磨工程と同様とした。
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【００５２】
（６）水研磨工程
次に、研磨液の供給から水に切り替えて２分間水研磨を行った。尚、使用する研磨パッド
は、第二研磨工程と同じパッドを使用し、荷重は３０ｇ／ｃｍ 2とした。
【００５３】
（７）硫酸洗浄
次に、このガラス基板を温度７０℃の硫酸（２０重量％）で洗浄した。硫酸洗浄の方法は
、洗浄槽に収容された硫酸に複数枚保持されたガラス基板を浸漬して（約３分）行った。
このように、次工程の化学強化の前に研磨残りを確実に除去することにより、膜下欠陥を
防止できる。特にこの硫酸洗浄を化学強化前に行うことは重要である。つまり、酸化セリ
ウム研磨による研磨残りがガラス基板上に付着した状態で化学強化を行うと、化学強化処
理液に化学強化に不必要な異物が混入されることになり、化学強化の際にガラス基板に異
物が付着することにより膜下欠陥となる。このような膜下欠陥の発生を上述の硫酸洗浄で
防止できる。
【００５４】
上記硫酸による洗浄を終えたガラス基板を洗浄する。この洗浄工程は精密洗浄を意味し、
ガラス基板に付着した有機成分からなる汚れや、パーティクルなどを除去することを目的
とするものである。この洗浄工程からケースへの梱包に至るプロセスは、クリーンブース
によって供給された清浄な空気の環境下で実施した。まず、最初の洗浄はガラス基板を、
中性洗剤、中性洗剤、純水、純水、ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）、ＩＰＡ（蒸気乾
燥）の各洗浄槽に順次浸漬して、洗浄した。なお、各洗浄槽には超音波を印加した。
【００５５】
（７）化学強化工程
次に、洗浄工程を終えたガラス基板に化学強化を施した。化学強化は、化学強化処理液を
化学強化処理槽に入れ、保持部材で保持したガラス基板を化学強化処理液に浸漬して行う
。なお、ガラス基板の保持部材は、ガラス基板の配列方向に等間隔でＶ溝を複数個形成し
た３本の支柱を、その両端面で連結部材で連結して形成されている。複数のガラス基板は
、各ガラス基板が３本の支柱の同一平面内にあるＶ溝によって３点支持されて保持され、
支柱の延在する方向に複数枚配列されている。
【００５６】
本実施例の保持部材の各支柱と連結部材は化学強化の際必要となる高温域での耐食性に優
れたオーステナイト系ステンレス合金であるＳＵＳ３１６で構成している。また、化学強
化処理槽は，オーステナイト系ステンレス合金のＳＵＳ３０４で構成している。化学強化
処理槽と保持手段の材料は、同種でも異種でも良い。他のステンレス合金としては、例え
ば、ＳＵＳ３１６Ｌなどが好適である。また、本実施例の化学強化処理液は、フィルター
を通して循環しているので、化学強化処理液が清浄に保たれている。
【００５７】
化学強化の具体的方法は、硝酸カリウム（６０％）と硝酸ナトリウム（４０％）を混合し
た化学強化溶液を用意し、この化学強化溶液を４００℃に加熱し、３００℃に予熱された
洗浄済みのガラス基板を約３時間浸漬して行った。この浸漬の際に、ガラス基板の表面全
体が化学強化されるようにするため、複数のガラス基板が端面で保持されるように保持部
材で保持して行った。
【００５８】
このように、化学強化溶液に浸漬処理することによって、ガラス基板表層のリチウムイオ
ン、ナトリウムイオンは、化学強化溶液中のナトリウムイオン、カリウムイオンにそれぞ
れ置換されガラス基板は強化される。ガラス基板の表層に形成された圧縮応力層の厚さは
、約１００～２００μｍであった。
【００５９】
上記化学強化を終えたガラス基板を、２０℃の水槽に浸漬して急冷し約１０分間維持した
。これにより、微小クラックが入った不良品を除去できる。さらに化学強化を終えたガラ
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ス基板を、硫酸洗浄、中性洗剤、純水、ＩＰＡ、ＩＰＡ（蒸気乾燥）の洗浄・乾燥工程を
行った。尚、これらの洗浄工程は、超音波を印加した超音波洗浄である。
【００６０】
上記の工程を経て得られたガラス基板の主表面の表面粗さを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で
測定したところ、Ｒｍａｘで６．５～９．３ｎｍ、Ｒａで０．６～０．９ｎｍであった。
さらに、ガラス表面を精密検査したところ凹部の欠陥は観察されなかった（１００枚観察
して凹部欠陥が観察されたものが０枚）。
【００６１】
（８）磁気ディスク製造工程
上述した工程を経て得られた磁気ディスク用ガラス基板の両面に、インライン型スパッタ
リング装置を用いて、ＮｉＡｌのシード層、ＣｒＭｏ下地層、ＣｏＣｒＰｔＴａ磁性層、
水素化カーボン保護層を順次成膜し、ディップ法によりパーフルオロポリエーテル潤滑層
を成膜して磁気ディスクを得た。
【００６２】
得られた磁気ディスクについてグライドテストを実施したところ、ヒット（ヘッドが磁気
ディスク表面の突起にかすること）やクラッシュ（ヘッドが磁気ディスク表面の突起に衝
突すること）は認められなかった。（１００枚中１００枚ＯＫ）また、記録再生試験にお
いて、再生時の信号が読み取れなくなるというエラーも生じなかった（１００枚中１００
枚ＯＫ）。
【００６３】
（実施例２～３）
また、上述の実施例における水研磨の変わりにスクラブ洗浄（条件：界面活性剤を用い、
ローラー使用の枚葉式洗浄機にて洗浄）（実施例２）、テープ式テクスチャー装置を用い
てテープ研磨（条件：ナイロン系テープを使用し、ダイヤモンド砥粒を供給しながら、回
転した基板基板にテープを押し付ける枚葉式テープ式テクスチャー装置にて研磨（実施例
３）を実施した他は、実施例と同様にして、ガラス基板を作製した。
【００６４】
得られたガラス基板の主表面の表面粗さを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定したところ、
上記実施例２では、Ｒｍａｘで６．６～８．９ｎｍ、Ｒａで０．６～０．９ｎｍであり、
実施例３では、Ｒｍａｘで６．４～９．２ｎｍ、Ｒａで０．６～０．８ｎｍであった。ま
た、ガラス基板表面を精密検査したところ、凹部の欠陥は観察されなかった（１００枚観
察して凹部欠陥が観察されたものが０枚）。
【００６５】
得られた磁気ディスクについてグライドテストを実施したところ、ヒット（ヘッドが磁気
ディスク表面の突起にかすること）やクラッシュ（ヘッドが磁気ディスク表面の突起に衝
突すること）は認められなかった。（１００枚中１００枚ＯＫ）また、記録再生試験にお
いて、再生時の信号が読み取れなくなるというエラーも生じなかった（１００枚中１００
枚ＯＫ）。
【００６６】
（実施例４、５）
さらに、上記実施例の第二研磨工程で使用した酸化セリウム研磨砥粒を、高純度酸化セリ
ウム（弗素含有量＝０重量％）に変えたほかは、実施例２（スクラブ洗浄）と同様にして
、ガラス基板を作製した（実施例４）。また、第二研磨工程で使用する研磨砥粒を高純度
酸化セリウム（弗素含有量：０重量％）とし、強酸（硫酸）洗浄前にスクラブ洗浄を行わ
なかったこと以外は同様にしてガラス基板を作製した（実施例５）。
【００６７】
得られたガラス基板の主表面の表面粗さを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定したところ、
研磨速度が若干低下したものの実施例４、５ともに、Ｒｍａｘで５．３～７．５ｎｍ、Ｒ
ａで０．５～０．８ｎｍであり、実施例２で得られたガラス基板の表面粗さよりも小さい
結果となった。また、ガラス基板表面を精密検査したところ、凹部の欠陥は観察されなか
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った（１００枚観察して凹部欠陥が観察されたものが０枚）。なお、実施例５に比べ、実
施例４のように、強酸処理前にガラス基板の研磨剤の付着を強制的に除去する工程を入れ
た場合のほうが、洗浄性（洗浄時間や洗浄能力）が向上し、研磨剤残りも確実に防止する
ことができる。
【００６８】
得られた磁気ディスクについてグライドテストを実施したところ、ヒット（ヘッドが磁気
ディスク表面の突起にかすること）やクラッシュ（ヘッドが磁気ディスク表面の突起に衝
突すること）は認められなかった（１００枚中１００枚ＯＫ）。また、記録再生試験にお
いて、再生時の信号が読み取れなくなるというエラーも生じなかった（１００枚中１００
枚ＯＫ）。
【００６９】
（比較例１）
次に比較のために、硫酸洗浄前に水研磨を行わなかったこと、硫酸の洗浄条件を９５℃、
９６重量％の濃硫酸を使用したこと以外は実施例１と同様にして、ガラス基板を作製した
。得られたガラス基板の主表面の表面粗さを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定したところ
、Ｒｍａｘで８．１～１１．３ｎｍ、Ｒａで０．６～０．９ｎｍであった。また、ガラス
基板表面を精密検査したところ、大きさが、数μｍ～数ｍｍ程度で、深さ６～１０ｎｍ程
度の凹部の欠陥が観察された（１００枚中３７枚）。
【００７０】
次に、実施例１と同様の膜構成を有する磁気ディスクを作製し、グライドテスト及び記録
再生試験を実施したところ、ヘッドの浮上不安定と思われるクラッシュが１００枚中１７
枚、再生時の信号が読み取れなくなるというエラーが、１００枚中１９枚確認された。
【００７１】
（実施例６）
実施例１で使用したアルミノシリケートガラスの代わりに、結晶化ガラスを用いたこと以
外は実施例１と同様にして、ガラス基板及び磁気ディスクを作製した。なお、本実施例で
使用した結晶化ガラスは、ＳｉＯ 2：６５～８３重量％、Ｌｉ 2Ｏ：８～１３重量％、Ａｌ

2Ｏ 3：０～７重量％、Ｋ 2Ｏ：０～７重量％、ＭｇＯ：０．５～３．５重量％、ＺｎＯ：
０～５重量％、Ｐ 2Ｏ 5：１～４重量％、ＰｂＯ：０～５重量％の組成範囲のものを使用し
た。その結果、ガラス基板において実施例１と同様の表面粗さが得られ、ヘッドクラッシ
ュを引き起こす、又は記録再生エラーを引き起こす凹部は観察されなかった。また、磁気
ディスクについてのグライドテスト及び磁気抵抗型ヘッドによる再生試験においても、ヘ
ッドクラッシュや、再生時のエラーは認められなかった。
【００７２】
（比較例２）
次に、比較のために実施例６で用いた結晶化ガラスを用い、硫酸洗浄前に水研磨を行わな
かったことと、硫酸の洗浄条件を９５℃、９６重量％の濃硫酸を使用したこと以外は実施
例６と同様にしてガラス基板及び磁気ディスクを作製した。その結果、研磨剤に含まれる
弗素やリンと硫酸との反応による凹部の欠陥が観察され、グライドテスト、記録再生試験
でもクラッシュや再生時のエラーが確認された。
【００７３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明は、ガラス基板の主表面を研磨砥粒を用いて研磨した後、強酸
処理を行う工程を有する 用ガラス基板の製造方法であって、前記研磨砥粒と
して、前記強酸処理の際に用いる処理液成分と反応して、前記ガラス基板表面を浸蝕する
成分を生成する原因物質の含有量が所定量以下であるものを用いることを特徴とするもの
で、これにより、強酸処理で研磨のこりを完全に除去すると同時に、強酸処理による表面
粗れの発生を防止して欠陥のない高い平滑性を有する 用ガラス基板を製造可
能な 用ガラス基板の製造方法及び の製造方法を提供することを
可能にしているものである。
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